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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年4月3日(2014.4.3)

【公表番号】特表2013-530534(P2013-530534A)
【公表日】平成25年7月25日(2013.7.25)
【年通号数】公開・登録公報2013-040
【出願番号】特願2013-514638(P2013-514638)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  19/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１５Ｄ
   Ｇ０２Ｂ  19/00    　　　　
   Ｇ０２Ｂ   3/00    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成26年2月10日(2014.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１次光源（６）から物体視野（３）に照明光（８）を誘導するためのマイクロリソグラ
フィのための照明光学系（７）であって、
　アクチュエータによって互いに独立して傾斜させることができ、かつ関連付けられた傾
斜アクチュエータ（１２）に接続した複数の個々のミラー（１１）を有するミラーアレイ
（１０）と、
　前記アクチュエータ（１２）を起動するためのコントローラ（１４）と、
　２次光源の空間分布配列を生成するための複数のラスター要素（２８，３０）を有する
ラスターモジュール（１９）と、
　を備え、
　前記ラスターモジュール（１９）は、照明光部分光束（１５）が該ラスター要素（２８
，３０）のうちの１つを射出する際の射出角（ＡＲx，ＡＲy）が、該照明光部分光束（１
５）が該物体視野（３）上に入射する物体視野（３）内の場所の領域に厳密に割り当てら
れる照明光学系（７）の平面（２０）の領域に配置され、
　前記コントローラ（１４）は、各個々のミラー（１１）に対する傾斜角の指定が、前記
物体視野（３）にわたって配分された物体視野点が入射を受ける照明角度強度分布（Ｉ1

（ｘ），Ｉ2（ｘ），Ｉ3（ｘ），Ｉ4（ｘ））の所定の視野依存の望ましい推移に割り当
てられるような方法で構成され、
　前記ラスターモジュール（１９）は、前記照明光（８）のビーム経路に互いに前後に配
置されて各々が複数のラスター要素（２８，３０）を有する２つのラスター配列（１８，
２１）を有し、
　第２のラスター配列（２１）の前記ラスター要素（３０）のうちの１つの上に入射する
前記照明光部分光束（１５）の直径（２９）が、該第２のラスター配列（２１）の該ラス
ター要素（３０）の全体の進入面又は入射面（３３）の半域（３５）よりも小さいような
該２つのラスター配列（１８，２１）の配列及び構成を特徴とする、
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　照明光学系。
【請求項２】
　前記ラスターモジュール（１９）は、照明光学系（７）の瞳平面（３１）に隣接する平
面（２０）、又は該瞳平面（３１）と共役であり、かつそこから離間した平面（２０）に
配置されることを特徴とする請求項１に記載の照明光学系。
【請求項３】
　前記２つのラスター配列（１８，２１）は、前記照明光部分光束（１５）の少なくとも
特定の射出角（ＡＲxr1，ＡＲxr2）に対して、前記第２のラスター配列（２１）の前記ラ
スター要素（３０）上の入射場所（ＡＯ）に基づいて、少なくとも、各場合に該第２のラ
スター配列（２１）の該ラスター要素（３０）上の該照明光部分光束（１５）のそれぞれ
の入射場所（ＡＯ）に割り当てられた入射角（ＥＲx）に対して該ラスター要素（３０）
からの該照明光部分光束（１５）の同じ射出角（ＡＲxr1，ＡＲxr2）がもたらされるよう
に構成されることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の照明光学系。
【請求項４】
　前記２つのラスター配列（１８，２１）は、前記照明光部分光束（１５）の少なくとも
特定の射出角（ＡＲxm）に対して、前記第２のラスター配列（２１）の前記ラスター要素
（３０）上の前記照明光部分光束（１５）の前記入射角（ＥＲx）の小さい変化が、該ラ
スター要素（３０）からの該照明光部分光束（１５）の前記射出角（ＡＲx）の大きい変
化をもたらすように構成されることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に
記載の照明光学系。
【請求項５】
　前記ラスター要素（３０）上の前記照明光部分光束（１５）の前記入射角（ＥＲx）の
前記変化の該ラスター要素（３０）からの該照明光部分光束（１５）の前記射出角（ＡＲ

x）の前記変化への依存性が、前記入射場所（ＡＯ）によって変化することを特徴とする
請求項３又は請求項４に記載の照明光学系。
【請求項６】
　前記ラスターモジュール（１９）及び前記コントローラ（４０）は、前記個々のミラー
（１１）の実際の傾斜角の事前判断される分布及びその結果としての前記ラスター要素（
２８，３０）上の前記照明光部分光束（１５）の実際の入射角（ＥＲx，ＥＲy）の事前判
断される分布が、前記物体視野（３）にわたって配分された物体視野点が入射を受ける照
明光角度強度分布Ｉ1（ｘ，ｙ）、Ｉ2（ｘ，ｙ）、Ｉ3（ｘ，ｙ）、Ｉ4（ｘ，ｙ）の事前
判断される望ましい推移に割り当てられ、この割り当てが、該物体視野（３）の互いに垂
直な２つの座標軸（ｘ，ｙ）に沿って存在するように構成されることを特徴とする請求項
１から請求項５のいずれか１項に記載の照明光学系。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の照明光学系（７）を調節する方法であっ
て、
　物体視野（３）にわたって配分された物体視野点が入射を受ける照明角度強度分布Ｉ1

（ｘ），Ｉ2（ｘ），Ｉ3（ｘ），Ｉ4（ｘ）の視野依存の望ましい推移を事前判断する段
階と、
　前記照明角度強度分布の前記所定の視野依存の望ましい推移に割り当てられたラスター
要素（２８，３０）上の照明光部分光束（１５）の望ましい入射角（ＥＲx，ＥＲy）の分
布を判断する段階と、
　前記望ましい入射角（ＥＲx，ＥＲy）の前記判断された分布に従って望ましい傾斜角の
分布を個々のミラー（１１）に割り当てる段階と、
　前記個々のミラー（１１）の実際の傾斜角が前記望ましい傾斜角と一致するように傾斜
アクチュエータ（１２）を起動する段階と、
　を含み、
　前記個々のミラー（１１）の群は、同じ望ましい傾斜角を有するものとして定義される
、
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　ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の照明光学系（７）のための第２のラスタ
ー要素（３０）を有する第２のラスター配列（２１）を有するラスターモジュール（１９
）を生成する方法であって、
　第２のラスター配列（２１）のラスター要素（３０）上の照明光部分光束（１５）の入
射場所（ＡＯ）と、該第２のラスター配列（２１）の該ラスター要素（３０）上の該照明
光部分光束（１５）の入射角（ＥＲ）とに依存する該ラスター要素（３０）からの該照明
光部分光束（１５）の得られる一定の射出角（ＡＲ）の推移の望ましい依存性（ＡＲ（Ｅ
Ｒ，ＡＯ））を指定する段階と、
　ラスターモジュール（１９）の所定の照明において前記所定の望ましい依存性に対応す
る実際の依存性がもたらされるように、前記第２のラスター配列（２１）の前記ラスター
要素（３０）の進入面（３３）及び／又は射出面（３４）を構造化する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の照明光学系（７）のための第２のラスタ
ー要素（３０）を有する第２のラスター配列（２１）を有するラスターモジュール（１９
）を生成する方法であって、
　第２のラスター配列（２１）のラスター要素（３０）の進入面（３３）及び／又は射出
面（３４）の一般的な面設計によって達成することができる該第２のラスター配列（２１
）の該ラスター要素（３０）上の照明光部分光束（１５）の入射場所（ＡＯ）と、該第２
のラスター配列（２１）の該ラスター要素（３０）上の該照明光部分光束（１５）の入射
角（ＥＲ）とに依存する該第２のラスター配列（２１）の該ラスター要素（３０）からの
該照明光部分光束（１５）の得られる一定の射出角（ＡＲ）の推移の望ましい依存性（Ａ
Ｒ（ＥＲ，ＡＯ））の部類を判断する段階と、
　前記判断された部類のうちの１つの中に含まれる前記第２のラスター配列（２１）の前
記ラスター要素（３０）上の前記照明光部分光束（１５）の前記入射場所（ＡＯ）と、該
第２のラスター配列（２１）の該ラスター要素（３０）上の該照明光部分光束（１５）の
前記入射角（ＥＲ）とに依存する該第２のラスター配列（２１）の該ラスター要素（３０
）からの該照明光部分光束（１５）の得られる一定の射出角（ＡＲ）の推移の望ましい依
存性（ＡＲ（ＥＲ，ＡＯ））を指定する段階と、
　ラスターモジュール（１９）の所定の照明において前記所定の望ましい依存性に対応す
る実際の依存性がもたらされるように、前記第２のラスター配列（２１）の前記ラスター
要素（３０）の進入面（３３）及び／又は射出面（３４）を構造化する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の照明光学系（７）と、
　物体視野（３）を像平面（２７）内の像視野に結像するための投影光学系（２６）と、
　を備えることを特徴とする光学系。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の光学系と、
　１次光源（６）と、
　を備えることを特徴とするマイクロリソグラフィ投影露光系（１）。
【請求項１２】
　微細構造化又はナノ構造化構成要素をマイクロリソグラフィ生成する方法であって、
　感光材料の層が少なくとも部分的に付加された基板を準備する段階と、
　結像される構造を有するレチクルを準備する段階と、
　請求項１１に記載の投影露光系（１）を準備する段階と、
　前記投影露光系（１）を用いて前記レチクルの少なくとも一部を前記層の一領域上に投
影する段階と、
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　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法によって生成された構成要素。
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